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【手続補正書】
【提出日】平成20年8月12日(2008.8.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
　　【特許請求の範囲】
　　【請求項１】
　同一の光硬化性材料で形成される第１硬化部分と第２硬化部分とを含む層を備える構造
体であって、
前記第１硬化部分が第１量まで硬化され、前記第２硬化部分が第２量まで硬化されており
、
前記第１量が第２量と十分に異なっている結果、前記構造体の表面上に視認できる不連続
面が形成されている、構造体。
　　【請求項２】
　請求項１において、前記層がベースに接合されている構造体。
　　【請求項３】
　請求項２において、前記層およびベースが同一材料で形成されている構造体。
　　【請求項４】
　請求項１において、前記第１量が第２量と十分に異なっている結果、第１部分の厚さと
第２部分の厚さとに、約０．０５～２．０マイクロメートルの範囲の差が生じている構造
体。
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　　【請求項５】
　請求項１において、前記光硬化性材料が、ポリエステル、ウレタン、エポキシ・アクリ
レートおよびメタクリレートからなるグループから選択されている構造体。
　　【請求項６】
　請求項１において、前記ベースが、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリウレタン、
アクリル樹脂およびポリ塩化ビニルからなるグループから選択される材料から形成されて
いる構造体。
　　【請求項７】
　請求項１において、前記層がリニア・プリズムを含む構造体。
　　【請求項８】
　請求項１において、前記層がレンズ構造を含む構造体。
　　【請求項９】
　請求項１において、前記層がキューブコーナー・プリズムを含む構造体。
　　【請求項１０】
　請求項１において、前記層がサブ波長構造体を含む構造体。
　　【請求項１１】
　請求項１において、前記第１硬化部分が、ロゴ、幾何学的形状または英数字を表わすよ
うに構成されている構造体。
　　【請求項１２】
　請求項１において、前記第１硬化部分が第２硬化部分と異なる屈折率を有する構造体。
　　【請求項１３】
　請求項１において、前記第１硬化部分が第２硬化部分と異なる密度を有する構造体。
　　【請求項１４】
　請求項１において、前記ベースおよび前記層が同一光硬化性材料を含む構造体。
　　【請求項１５】
　放射線硬化性材料にパターンを形成する方法であって、
　ａ）放射線源と放射線硬化性材料との間に、前記放射線源からの放射線の一部を遮断で
きる遮断パターンを設け、
　ｂ）前記遮断パターンを通過する、放射線源からの放射線により前記材料を硬化させて
、材料にパターンを形成し、前記パターンが、第１量まで硬化される第１硬化部分と、第
２量まで硬化される第２硬化部分とであり、前記第１量が前記第２量と十分に異なる結果
、構造体の表面上に視認できる不連続面が形成される、各ステップを含む方法。
　　【請求項１６】
　請求項１５において、前記放射線源は紫外線を放射する方法。
　　【請求項１７】
　請求項１２において、前記放射線硬化性材料が、ポリエステル、ウレタン、エポキシ・
アクリレートおよびメタクリレートから選択される方法。
　　【請求項１８】
　請求項１５において、前記パターンが、ロゴ、幾何学的形状または英数字として構成さ
れている方法。
　　【請求項１９】
　請求項１５において、前記遮断パターンが別個のフィルム上に形成されている方法。
　　【請求項２０】
　請求項１５において、前記放射線硬化性材料がベース・フィルムに接合されている方法
。
　　【請求項２１】
　請求項２０において、前記遮断パターンが前記ベース・フィルム上に除去可能に設けら
れている方法。
　　【請求項２２】
　請求項１５の方法で形成される構造体。
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　　【請求項２３】
　ａ）放射線を放射する放射線源と、
　ｂ）前記放射線により硬化させることができる放射線硬化性材料と、
　ｃ）前記放射線の一部を遮断するパターンであって、前記放射線硬化性材料を硬化する
間、前記放射線源と前記放射線硬化性材料との間に配置されて、第１硬化部分と第２硬化
部分とから識別可能なパターンを、前記材料に形成するパターンと、を備えたパターン転
写装置。
　　【請求項２４】
　請求項２３において、前記放射線源が紫外線を放射するパターン転写装置。
　　【請求項２５】
　請求項２３において、前記放射線硬化性材料が、ポリエステル、エポキシ・アクリレー
ト、ウレタンおよびメタクリレートからなるグループから選択されるパターン転写装置。
　　【請求項２６】
　請求項２３において、前記パターンが、ロゴ、幾何学的形状または英数字として構成さ
れているパターン転写装置。
　　【請求項２７】
　プリズム構造体を形成する方法であって、
　ａ）プリズム成形型を設け、
　ｂ）前記成形型内に放射線硬化性材料を設置し、
　ｃ）放射線源と前記放射線硬化性材料との間に、前記放射線硬化性材料の一部を遮蔽で
きる遮断パターンを設け、
　ｄ）前記放射線源からの放射線で前記放射線硬化性材料を硬化させて、前記遮断パター
ンにより、該放射線硬化性材料に第１硬化部分と第２硬化部分とを含むパターンを形成す
る、各ステップを含む方法。
　　【請求項２８】
　請求項２７において、前記第１硬化部分が第２硬化部分と異なる屈折率を有する構造体
。
　　【請求項２９】
　請求項２７において、前記第１硬化部分が第２硬化部分と異なる密度を有する構造体。
　　【請求項３０】
　ａ）ベースと、
　ｂ）前記ベースに接合されるプリズム・アレイと、を備えたプリズム構造体であって、
前記プリズム・アレイが、同一の放射線硬化性材料から形成される第１硬化部分および第
２硬化部分を含み、
　前記第１硬化部分が第１屈折率を有し、第２硬化部分が前記第１屈折率と十分に異なる
第２屈折率値を有している結果、前記構造体の表面に視認できる不連続面が形成されてい
る、プリズム構造体。
　　【請求項３１】
　放射線硬化性の液状材料から光学フィルムを連続的に形成する方法であって、
　前記光学フィルムに形成される光学構造体のための形状を形成する成形型を設け、
　前記成形型内に前記放射線硬化性の液状材料を設置し、
　放射線透過性のベース・フィルムを、前記成形型内において前記放射線硬化性の液状材
料と隣り合うように位置決めし、
　放射線源を、前記成形型内にある間に前記放射線硬化性の液状材料を照射できるように
位置決めし、
　ベース・フィルムの上にマスク・フィルムを重ね合わせて、このマスク・フィルムを前
記放射線源と前記ベース・フィルムとの間に配置し、その際、前記マスク・フィルムは、
前記光学フィルムにおける、前記光学構造体の曲線部を設ける領域をさらに形成するパタ
ーンを備えており、前記曲線部は、前記マスク・フィルムが用いられない場合は前記成形
型のみによって形成され、
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　前記液状材料を前記放射線源によって露光させることにより、硬化およびパターン化を
同時に行い、その際、放射線は前記マスク・フィルムと前記透過性のベース・フィルムを
同時に通過し、前記成形型内の前記液状材料に到達することにより、単一のステップとし
て、前記液状材料を硬化させると同時に、硬化した光学構造体をパターン化し、さらに、
前記光学構造体の形状に前記曲線部を付加するパターン化を行い、これにより、曲線部を
有する光学構造体を、前記マスク・フィルムによって、硬化工程時に放射線による異なる
露光を受けることで形成する、各ステップを含む方法。
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